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离子辅助沉积中离子束流密度的作用 
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摘要  测量了End-Hall离子源在不同条件下的离子束流密度，在不同离子束流密度下进行了Ar离子辅助沉积ZrO2
薄膜的实验，研究了离子束流密度对薄膜折射率、晶相的影响.根据动量传递模型分析了离子束流密度对薄膜折射
率的作用;根据热尖峰理论证明了一定条件下离子束流密度不会影响薄膜晶体结构. 
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